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บทคัดยอ 
 
 ฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรด (CrVN) ถูกเคลือบดวยวิธีรีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอนโคสปตเตอริงบนกระจกสไลดและ
ซิลิกอน เพื่อศึกษาผลของกระแสไฟฟาในการสปตเตอรของเปาวาเนเดียม (IV) ตอโครงสรางผลึก ลักษณะพ้ืนผิวและความหนา
ของฟลม ดวยเทคนิค XRD และ AFM ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวาคากระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมมีผล
โดยตรงตอโครงสรางผลึก ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟลม ฟลมที่ไดแสดงโครงสรางผลึกของวาเนเดียมไนไตรด ระนาบ 
(222) (400) และ (404) ความหนาและความหยาบผิวของฟลมที่ไดมีคาในชวง 883 -1048 นาโนเมตร และ 3.75-4.96 นาโนเมตร 
ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  ฟลมบาง / โครเมียมวาเนเดียมไนไตรด / รีแอคตีฟ โคสปตเตอริง   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Abstract 
 
 Chromium vanadium nitride (CrVN) thin film was deposited by reactive DC magnetron co-sputtering method 
on glass slide and silicon. The effect of vanadium sputtering current (IV) on the crystal structure, surface 
morphology and thickness of thin film were investigated by XRD and AFM techniques, respectively. The result show 
that the influence of vanadium sputtering current has dominate the crystal structure , surface morphology and 
thickness of thin film. The as-deposited films were compose of CrVN with (111), (200), (220) planes. The roughness 
and thickness of the as-deposited films were in the range of 883 to 1048 nm and 3.75 to 4.96 nm, respectively. 
 
Keywords : Thin films / chromium vanadium nitride / reactive co-sputtering 

 
 
1. บทนํา 
 การปรับปรุงผิววัสดุแนวทางหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวางจากกลุมนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม คือ การ
เคลือบผิวดวยสารเคลือบท่ีมีสมบัติเฉพาะในลักษณะของฟลมบางดวยการเคลือบในสุญญากาศ (vacuum coating) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเทคนิค PVD (Physical Vapor Deposition) ในการปรับปรุงผิวของวัสดุ กลุมหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจ คือ กลุมชั้น
เคลือบแข็ง (hard coating) การเคลือบแข็งในลักษณะฟลมบางนิยมใชเคลือบบนผิวเครื่องมือตัดเจาะตางๆ ทางอุตสาหกรรม 
เปนการปรับปรุงพ้ืนผิวของเครื่องมือตัดเจาะใหมีความแข็ง ยืดอายุการใชงาน ซึ่งชวยลดตนทุนในการผลิต และยังเปนการเพิ่ม
มูลคาใหกับเครื่องมือตัดเจาะอีกดวย ฟลมบางที่นิยมใชในการเคลือบแข็งมักอยูในรูปของสารประกอบไนไตรด หรือ คารไบด 
ของธาตุทรานซิชัน ฟลมตัวหน่ึงที่นาสนใจคือโครเมียมไนไตรด (Cromium nitride ; CrN) เปนโลหะทรานซิชันที่มีความแข็งสูง
(Bertrand, Savall, & Meunier, 1997) ทนการขัดสี การกัดกรอน (Sue & Chang, 1995) ทนอุณหภูมิสูง และตานการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง อีกทั้งยังมีคาสัมประสิทธิ์การเสียดทานตํ่า (Zenghu et al., 2003) โดยฟลมบางโครเมียม   
ไนไตรดเปนชั้นเคลือบของสารประกอบสองชนิด (Binary Coating) ซึ่งมีขอจํากัดบางประการตามสมบัติเฉพาะตัวของช้ันเคลือบ
หรือฟลมนั้นๆ ทําใหมีการวิจัยและพัฒนาชั้นเคลือบชนิดใหมที่ประกอบดวยธาตุสามชนดิเรียกวา ชั้นเคลือบของสารประกอบ
สามชนิด (Ternary Coating) โดยการเพิ่มอะตอมวาเนเดียม (V) เขาไปในโครงสรางของโครเมียมไนไตรด (CrN) เพื่อฟอรมตัว
เปนชั้นของฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรด (CrVN)  
 ฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดเหมาะสําหรับใชเคลือบเคร่ืองมือในกลุมแมพิมพตอกโลหะ และงานชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
เนื่องจากฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดมีสมบัติที่ดีในดานของความตานทานตอการกัดกรอน และความตานทานตอการเสียดสี- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ระหวางวัตถุ ซึ่งจะชวยลดความเสียหายระหวางใชงานได คาสัมประสิทธแรงเสียดทานของฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรด       
มีคาตํ่ากวาฟลมโครเมียมไนไตรด อีกทั้งฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดมีความตานทานตอการกัดกรอนและความตานทานตอ
การเสียดสีระหวางวัตถุดีกวาฟลมโครเมียมไนไตรด (M. Uchida at el., 2004)  
 สําหรับการเคลือบฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดสามารถทําไดหลายวิธี เชน ดีซีรีแอคตีฟสปตเตอริง (DC reactive 
sputtering) อารเอฟรีแอคตีฟสปตเตอริง (RF reactive sputtering) การเคลือบวิธีหนึ่งที่สามารถควบคุมสัดสวนขององคประกอบ
ธาตุของฟลมไดสะดวกและไมยุงยากคือการเคลือบวิธีโคสปตเตอริง (co-sputtering) การเคลือบวิธีนี้ใชเปาสารเคลือบสองชุด 
ทําใหสามารถควบคุมอัตราการสปตเตอรสารเคลือบของโครเมียม (Cr) หรือ วาเนเดียม (V) โดยแปรคากระแสไฟฟาที่ใหกับเปา
สารเคลือบน้ัน บทความวิจัยนี้เปนรายงานผลการเตรียมฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดดวยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน 
โคสปตเตอริง เพื่อศึกษาผลของกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาสารเคลือบวาเนเดียม (IV) ที่มีตอโครงสรางผลึก ลักษณะพื้นผิว 
และความหนาของฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัยตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดในงานนี้เตรียมดวยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนโคสปตเตอริง จากเครื่องเคลือบในสุญญากาศ
ระบบ ดีซี อันบาลานซ แมกนีตรอน สปตเตอริง ภาพที่ 1 ภายในระบบสุญญากาศ ประกอบดวยภาชนะหองเคลือบเปนทรงกระบอก 
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 310.0 mm สูง 370.0 mm ติดต้ังเปาโครเมียม มีความบริสุทธิ์ (99.95%) และเปาวาเนเดียม มีความ
บริสุทธิ์ (99.95%) ซึ่งเปาทั้งสองมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 75.0 mm ในการเคลือบใชแกสไนโตรเจน (99.995%) เปนแกส      
ไวปฏิกิริยาและใชแกสอารกอน (99.999%) เปนแกสสปตเตอริง สําหรับเคร่ืองสูบสุญญากาศของเคร่ืองเคลือบประกอบดวย
เครื่องสูบกลโรตารีและเครื่องสูบแพรไอ ในสวนของการวัดความดันใชมาตรวัดความดันของ Balzers รุน TPG300 โดยใชหัววัด
แบบพิรานีรุน TPR010 และหัววัดแบบเพนนิ่งรุน IKR050 แกส ที่ใชในการเคลือบ ควบคุมการปลอยเขาหองเคลือบดวยเคร่ือง
ควบคุมการไหลมวลแกสของ MKS รุน 2470D  

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
ภาพที่ 1  ลักษณะเครื่องเคลือบและไดอะแกรมของเครื่องเคลือบสุญญากาศที่ใชในงานวิจัยนี้ 
 
 สําหรับการเตรียมฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรด เร่ิมจากนําวัสดุรองรับซึ่งประกอบดวยแผนซิลิกอน (100) และกระจกสไลด
ที่ทําความสะอาดแลวเขาสูภาชนะสุญญากาศโดยจัดใหอยูหางจากหนาเปาสารเคลือบเทากับ 10 cm ลดความดันในหองเคลือบ
ใหไดความดันพื้นเทากับ 5.0 x 10-5 mbar จากน้ันปลอยแกสอารกอนและแกส ไนโตรเจนในอัตราสวน 3:2 และใหกระแสไฟฟา
กับเปาโครเมียมคงท่ี 600 mA สวนกระแสไฟฟาที่ใหกับเปาวาเนเดียม (IV) มีคาเทากับ 400 , 600 และ 800 mA โดยฟลมบาง 
แตละชุดการทดลองใชเวลาในการเคลือบทั้งหมด 40 นาที กอนที่จะทําการเคลือบฟลมบางทุกคร้ังจะตองทําความสะอาดหนาเปา
สารเคลือบโดยการสปตเตอรหนาเปาสารเคลือบ (pre-sputtering) ในบรรยากาศแกสอารกอน 2 นาที โดยปดแผนบัง (shutter) 
ที่ติดตั้งระหวางเปาสารเคลือบกับแทนวางวัสดุรองรับ จากน้ันจึงเคลือบฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดตามเงือ่นไขที่กําหนดไว 
 ฟลมบางที่เคลือบไดทั้งหมดจะนําไปศึกษาโครงสรางผลึกดวยเคร่ืองเลี้ยวเบนรังสีเอกซ (X-ray Diffractometer ; XRD) ย่ีหอ 
Rigaku รุน Rint 2000 ใช Cu-Kα (λ= 1.540600 A) ที่ 40 kV และ 40 mA ตรวจวัดแบบ 2θ-scan ดวยมุมตกกระทบเฉียง 
(Grazing incident angle) คงที่เทากับ 3º สแกน 2θ จาก 20º ถึง 90º และศึกษาลักษณะพื้นผิวและความหยาบผิว (Rrms) ขนาด
เกรนและความหนาของฟลมที่เคลือบไดตรวจวัดแบบ tapping mode บนผิวหนาของฟลมบางในพื้นที่ขนาด 1x1 μm2 ดวย
เครื่องอะตอมมิคฟอรซไมโครสโคป (Atomic Force Microscope ; AFM) ของ Veeco instruments Inc. รุน Nanoscope I 
 
3. ผลการวิจัยและวิจารณผล 
 3.1 โครงสรางผลึกของฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรด 
 จากผลการวิเคราะหฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดบนซิลิกอนที่กระแสของเปาวาเนเดียมคาตางๆดวยเทคนิค XRD 
จากภาพที่ 2 พบวาฟลมที่เคลือบไดที่กระแสของเปาวาเนดียมเทากับ 400 mA มีรูปแบบการเล้ียวเบนรังสีเอกซที่มุม 38.98º, 
44.46 º และ 64.62 º ซึ่งมีคาใกลเคียงกับวาเนเดียมไนไตรดระนาบ (222) (400) และ (404) ตามขอมูล JCPDS เลขที่ 71-1139 
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เม่ือกระแสของเปาวาเนเดียมเพิ่มขึ้นเปน 600 และ 800 mA รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซที่ปรากฏไมมีการเปล่ียนแปลง
มากนัก 
 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซของฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดที่กระแสในการสปตเตอรของเปาวาเนเดียม
คาตางๆ 

 
 3.2 องคประกอบธาตุของฟลมโครเมียมวาเนเดยีมไนไตรด 
 เม่ือนําฟลมที่เคลือบไดมาวิเคราะหองคประกอบธาตุดวยเทคนิค EDX พบวาฟลมที่เคลือบไดทั้งหมดมี โครเมียม (Cr) 
วาเนเดียม (V) และไนโตรเจน (N) เปนองคประกอบในสัดสวนตางๆ ที่มีคาเปล่ียนไปตามคากระแสไฟฟาในการสปตเตอรของ
เปาวาเนเดียมที่ใชใน ดังตารางท่ี 1 พบวาเมื่อกระแสเพิ่มขึ้นจาก 400 มิลลิแอมป เปน 800 มิลลิแอมป องคประกอบธาตุของ
ฟลมมีการเปล่ียนแปลงดังนี้ คือ วาเนเดียมเพิ่มขึ้นจาก 13.59% เปน 29.22% ขณะท่ีโครเมียมลดลงจาก 66.30% เปน 51.04% 
เนื่องจากวาเนเดยีมถูกสปตเตอรออกจากเปาสารเคลือบเพิ่มขึ้นตามคากระแสไฟฟาในการสปตเตอร เปาวาเนเดียมและเขาไปแทนที่
อะตอมโครเมียมในโครงสรางผลึกของฟลมที่เคลือบได ทําใหโครเมียมในฟลมมีปริมาณลดลง สวนไนโตรเจนมีคาคอนขางคงที่
ไมเปล่ียนแปลงโดยมีคาอยูในชวง 20.11% ถึง 19.74% กลาวไดวางานวิจัยนี้สามารถเคลือบฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดได 
 
ตารางที่ 1 องคประกอบธาตุของฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดที่กระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียม 

Element Wt% (IV= 400 mA) (IV= 600 mA) (IV= 800 mA) 
Cr 66.30 58.28 51.04 
V 13.59 21.45 29.22 
N 20.11 20.27 19.74 

 
 

 
 

 3.3 ลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของฟลมโครเมียมวาเนเดยีมไนไตรด 
 ภาพที่ 3 แสดงลักษณะพื้นผิวของฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดที่เคลือบไดจากการศึกษาดวยเทคนิค AFM ในแบบ 
2 มิติและ 3 มิติ พบวาฟลมท่ีเคลือบดวยกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมเทากับ 400 มิลลิแอมป ฟลมที่เกิดขึ้น        
มีลักษณะเปนเม็ดกระจายท่ัวผิวหนาของฟลม สวนฟลมที่เคลือบดวยกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมเทากับ 600 
มิลลิแอมป สารเคลือบเริ่มเกาะกลุมกันมีขนาดใหญขึ้น และฟลมที่เคลือบดวยกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมเทากับ 
800 มิลลิแอมป ลักษณะผิวหนาของฟลมที่เคลือบไดมีลักษณะแหลมสูงต่ํากระจายทั่วผิวหนาฟลม โดยฟลมที่เคลือบได มีคา
ความหยาบผิว (Rrms) ในชวง 3.75-4.96 นาโนเมตร เม่ือกระแสไฟฟาการสปตเตอรเปาวาเนเดียมเพิ่มขึ้นความหนาของฟลมเพิ่ม
จาก 883 นาโนเมตร เปน 1048 นาโนเมตร ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ความหนาและความหยาบผิวท่ีกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมคาตางๆ 
 

Vanedium current (mA) ความหยาบผิว (nm) ความหนา (nm) 

400 3.75 883 
600 4.09 929 
800 4.96 1048 
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2 มิติและ 3 มิติ พบวาฟลมท่ีเคลือบดวยกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมเทากับ 400 มิลลิแอมป ฟลมที่เกิดขึ้น        
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ตารางที่ 2 ความหนาและความหยาบผิวที่กระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมคาตางๆ 
 

Vanedium current (mA) ความหยาบผิว (nm) ความหนา (nm) 

400 3.75 883 
600 4.09 929 
800 4.96 1048 
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(a) IV = 400 mA 

 

(b) IV = 600 mA 

 

(c) IV = 800 mA 

ภาพที่ 3  แสดงลักษณะพื้นผิวของฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดจากเทคนิค AFM ที่กระแสในการสปตเตอรของเปา
วาเนเดียมคาตางๆ 

 

 
 

 
 

 จากการศึกษาดวยเทคนิค AFM พบวาเมื่อกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมเพิ่มขึ้น ลักษณะพื้นผิว ความหนา 
ความหยาบผิวตลอดจนขนาดของลักษณะพื้นผิวของฟลมมีการเปล่ียนแปลง การเพิ่มกระแสเปนการเพิ่มพลังงานของอะตอม
สารเคลือบท่ีเคลือบบนผิวหนาของวัสดุรองรับ ทําใหสารเคลือบมีพลังงานมากพอในการเกาะกลุมรวมตัวกันจนมีขนาดใหญขึ้น
ทําใหความหยาบเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียม สงผลใหอะตอมวาเนเดียมเปน
องคประกอบในฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดเพิ่มขึ้นและมีความหนาของฟลมมากขึ้น 
 

         
(a) IV = 400 mA                                 (b)   IV = 600 mA                          (c)   IV = 800 mA  

 

ภาพที่ 4 ภาคตัดขวางของฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดจากเทคนิค FE-SEM ที่กระแสในการสปตเตอรของเปาวาเนเดียม
คาตางๆ 

 
 จากภาพท่ี 4 แสดงภาคตัดขวางของฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดจากการเทคนิคศึกษาดวยเทคนิค FE-SEM พบวา
โครงสรางของช้ันฟลมมีการจัดเรียงตัวกันแบบคอลัมนารในโซน Z2 และเมื่อกระแสไฟฟาที่ใหกับเปาวาเนเดียมมีคาเพิ่มขึ้นจาก 
400 mA เปน 800 mA พบวาฟลมบางที่เคลือบไดมีความหนาเพ่ิมขึ้นจาก 968 nm เปน 1141 nm ซึ่งมีคาใกลเคียงกันกับผลที่
วัดไดจากเทคนิค AFM 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดในงานวิจัยนี้เตรียมดวยวิธีรีแอคตีฟดีซีอัลบาลานซแมกนีตรอนโคสปตเตอริงบนกระจก-
สไลดและแผนซิลิกอน ผลการศึกษาพบวากระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมมีผลตอโครงสรางผลึกและลักษณะพื้นผิว
ของฟลมที่ได เม่ือกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมเพ่ิมขึ้น พบวาฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดทีไดมีโครงสราง
ผลึกระนาบ (222) (400) และ (404) องคประกอบธาตุของฟลมที่เคลือบไดมี โครเมียม (Cr) วาเนเดียม (V) และไนโตรเจน (N)      
เปนองคประกอบในสัดสวนตางๆ ขึ้นอยูกับกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียม ความหนาและความหยาบผิวของฟลม  
ที่เคลือบไดมีคาเพิ่มขึ้นจาก 883 นาโนเมตร เปน 1048 นาโนเมตร และ 3.75 นาโนเมตร เปน 4.96 นาโนเมตรตามลําดับ 
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 จากการศึกษาดวยเทคนิค AFM พบวาเมื่อกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมเพิ่มขึ้น ลักษณะพ้ืนผิว ความหนา 
ความหยาบผิวตลอดจนขนาดของลักษณะพื้นผิวของฟลมมีการเปล่ียนแปลง การเพิ่มกระแสเปนการเพิ่มพลังงานของอะตอม
สารเคลือบท่ีเคลือบบนผิวหนาของวัสดุรองรับ ทําใหสารเคลือบมีพลังงานมากพอในการเกาะกลุมรวมตัวกันจนมีขนาดใหญขึ้น
ทําใหความหยาบเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียม สงผลใหอะตอมวาเนเดียมเปน
องคประกอบในฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดเพิ่มขึ้นและมีความหนาของฟลมมากขึ้น 
 

         
(a) IV = 400 mA                                 (b)   IV = 600 mA                          (c)   IV = 800 mA  

 

ภาพที่ 4 ภาคตัดขวางของฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดจากเทคนิค FE-SEM ที่กระแสในการสปตเตอรของเปาวาเนเดียม
คาตางๆ 

 
 จากภาพท่ี 4 แสดงภาคตัดขวางของฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดจากการเทคนิคศึกษาดวยเทคนิค FE-SEM พบวา
โครงสรางของช้ันฟลมมีการจัดเรียงตัวกันแบบคอลัมนารในโซน Z2 และเมื่อกระแสไฟฟาที่ใหกับเปาวาเนเดียมมีคาเพิ่มขึ้นจาก 
400 mA เปน 800 mA พบวาฟลมบางที่เคลือบไดมีความหนาเพ่ิมขึ้นจาก 968 nm เปน 1141 nm ซึ่งมีคาใกลเคียงกันกับผลที่
วัดไดจากเทคนิค AFM 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ฟลมบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดในงานวิจัยนี้เตรียมดวยวิธีรีแอคตีฟดีซีอัลบาลานซแมกนีตรอนโคสปตเตอริงบนกระจก-
สไลดและแผนซิลิกอน ผลการศึกษาพบวากระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมมีผลตอโครงสรางผลึกและลักษณะพื้นผิว
ของฟลมที่ได เม่ือกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียมเพ่ิมขึ้น พบวาฟลมโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดทีไดมีโครงสราง
ผลึกระนาบ (222) (400) และ (404) องคประกอบธาตุของฟลมที่เคลือบไดมี โครเมียม (Cr) วาเนเดียม (V) และไนโตรเจน (N)      
เปนองคประกอบในสัดสวนตางๆ ขึ้นอยูกับกระแสไฟฟาในการสปตเตอรเปาวาเนเดียม ความหนาและความหยาบผิวของฟลม  
ที่เคลือบไดมีคาเพิ่มขึ้นจาก 883 นาโนเมตร เปน 1048 นาโนเมตร และ 3.75 นาโนเมตร เปน 4.96 นาโนเมตรตามลําดับ 
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บทคัดยอ 
 
 ศึกษาโครงสรางประชาคมแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวในแมน้ําบางปะกง ดวยถุงลากแพลงกตอนขนาดตา 20 และ 
250 ไมโครเมตร ตามลําดับในเดือนมิถุนายนและกันยายน พ.ศ. 2553จากจุดเก็บตัวอยาง6 สถานี พบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 3
ดิวิชั่น 5 คลาส 44 สกุล โดยแบงเปนแพลงกตอนพืช ดิวิชั่น Cyanophyta คลาส Cyanophyceae จํานวน 7 สกุล ดิวิชั่น
Chlorophyta รวมทั้งหมด 18 สกุล โดยแบงเปนคลาส Chlorophyceae จํานวน 10 สกุล คลาส Euglenophyceae จํานวน 8 
สกุล และ ดิวิชั่นChromophytaรวมทั้งหมด  19 สกุล โดยแบงเปน คลาสBacillariophyceaeจํานวน 16 สกุล และ คลาส
Dinophyceae จํานวน 3 สกุล โดยพบแพลงกตอนพืชกลุมไดอะตอมเปนกลุมเดนทั้งเดือนมิถุนายนและกันยายน และพบ       
แพลงกตอนสัตวทั้งหมด 7 ไฟลัม ไดแก ไฟลัม Protozoa, Cnidaria, Rotifera, Annelida, Arthropoda, Mollusca และ 
Chrodata โดยพบแพลงกตอนสัตวกลุม Copepod เปนกลุมเดนในเดือนมิถุนายน และกลุม Rotifer และ Water flea เปน
แพลงกตอนสัตวกลุมเดนในเดือนกันยายน 
 
คําสําคัญ : แพลงกตอน / แมน้ําบางปะกง 
 
 
Abstract 
 
 The study of phytoplankton and zooplankton community structures in Bangpakong Riverwere investigated    
by using plankton net mesh size 20 and 250 micrometers respectively, at six sampling stations in June and 
September 2010. The results of phytoplankton, in total, showed 3 Division 5 Class 44 genus: Division Cyanophyta 
Class Cyanophyceae 7 genus, Division Chlorophya 18 genus; Class Chlorophyceae10 genus and Euglenophyceae 
8 genus, Division Chromophyta 19 genus; Class Bacillariophyceae 16 genus and Dinophyceae 3 genus. Diatom 
was dominant group in both June and September. And also the results of zooplankton community structure 
revealed 7 phyla that consisted of Phylum Protozoa, Cnidaria, Rotifera, Annelida, Arthropoda, Mollusca and 
Chrodata. Moreover copepod was the dominant group in June, while rotifer and water flea were the dominant 
group in September. 
 
Keywords : Plankton / Bangpakong River 
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